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KRISTALLTILLVAXT OCH HALVLEDAREPITAXI FAFN15

Crystal Growth and Semiconductor Epitaxy

Antal hogskolepoing: 7,5. Betygsskala: TH. Niva: A (Avancerad nivd). Huvudomrade:
Teknik. Undervisningssprik: Kursen kan komma att ges pa engelska. Overlappar
foljande kurs/kurser: FFENO5. Valfri for: F4, F4nf, K4m, MNAV1, N4m, N4nf.
Kursansvarig: Jonas Johansson, jonas.johansson@ftf.lth.se, Fysik, kurslaboratoriet.
Férutsatta forkunskaper: FFF110 Process- och komponentteknologi, nigon grundkurs i

termodynamik och materialldra. Prestationsbed6mning: Skriftlig tentamen och
projektarbeten. Hemsida: http://wwwgu.ftf.1th.se/Courses/ FAFN15/FAFN151.html.

Syfte
Kursen avser att ge nédvindiga kunskaper for att forstd kristalltillvixt och speciellt epitaxi
av halvledarstrukturer.

Mal

Kunskap och forstielse
For godkind kurs skall studenten

« kunna férklara kristalltillvixt och epitaxi, samt de nédvindiga begreppen inom
termodynamik och kinetik
« kunna f6rklara kopplingen mellan tillvixtparametrar samt tillvixtmetod och resultatets

egenskaper och kvalitet

Firdighet och formdga
For godkind kurs skall studenten

« kunna utvirdera och vilja limplig kristalltillvixtmetod f6r en specifik frigestillning
« kunna muntligen eller skriftligen presentera frigor rérande kristalltillvixt pa ett
vetenskapligt sitt

« kunna tillgodogora sig och sammanfatta vetenskapliga artiklar inom dmnet

Innehall

I denna kurs kommer vi att noggrant g igenom de fundamentala aspekterna av
kristalltillvixt. Vi kommer att behandla de termodynamiska forutsittningarna for
kristalltillvixt, sisom kemisk potential, konstruktion av binira fasdiagram, 6vermittnad
och nukleering. Vidare kommer vi att studera ytenergier, ytdiffusion och Wulffs teorem.

Inom kursavsnittet om epitaxiell vixt kommer vi bland annat att diskutera


http://wwwgu.ftf.lth.se/Courses/FAFN15/FAFN151.html

ytrekonstruktioner, gitteranpassning, dislokationer samt karaktirisering K bide in- och
ex-situ. Vi kommer ocksa att gi igenom tillvixttekniker och reaktormodeller. Under
kursens gang kommer de olika delmomenten att belysas med exempel frin modern
forskning, i synnerhet forskning om epitaxi av nanostrukeurer.
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